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真空紫外光（VUV光）による光緻密化プロセス
Densification process by vacuum ultraviolet (VUV) light irradiation
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低コスト・高生産性・低炭素プロセス
非真空・非加熱

Low-cost, High productivity, Low carbon process,
No vacuum and heating
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バリア積層構造のTEM画像
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Planarization layer
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3 units 水蒸気透過度（WVTR)
5x10-5g/m2/dayを達成！
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大気圧プロセスでウルトラ・ハイバリアを達成（世界最高性能）
The world’s highest barrier performance in solution process

光緻密化プロセスの超短時間化を達成 (10秒）
ultra-shortening of Photo-irradiation process (10sec)
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真空紫外光（VUV光）による光緻密化プロセス
Densification process by vacuum ultraviolet (VUV) light irradiation
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室温・VUV光照射による高密度な無機膜形成
Fabrication of dense inorganic films at room temperature 

using VUV light irradiation

TiOxTitanium ethoxide

PDMS

SiOx

スピンコーター VUV光照射装置

膜厚減少

屈折率増加
n=2.0

R=94%
（波長450 nm）

11 layers (5.5 units)の反射スペクトル

VUV光照射によるTiOx膜の屈折率変化

TiOx/SiOx交互積層構造による誘電体ミラー作製に成功
Achievement of dielectric mirrors with an alternating TiOx/SiOx multilayer 
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